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Ein neues Vakuumpumpsystem für 

das chemische Labor lässt sich über 

ein mobiles Hand-Terminal fern-

bedienen, so dass das System Platz 

sparend in Labormöbeln verstaut 

werden kann.

Titelbild 2/09:

REM-Aufnahmen einer modifi-

zierten Diamantschicht, 

siehe Artikel ab S. 24
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Ein neuartiger Heliumsensor 

ermöglicht den Nachweis des 

Edelgases Helium im gesamten 

Druckbereich von UHV bis 

Atmosphärendruck. Es wird 

kein Hochvakuum und kein 

Katodenfilament benötigt.
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Mit diesem neuen Verfahren 

lassen sich, alternativ zu den 

vakuumbasierten CVD-Verfah-

ren, dünne polykristalline Dia-

mantschichten abscheiden. Das 

Verfahren arbeitet ohne Prozess-

kammer bei Atmosphärendruck 

und ist daher für eine lokale 

Beschichtung auch großer Bau-

teile geeignet.
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Im Vergleich zur waferbasierten Sili-

ziumsolarzellentechnologie ermög-

licht die siliziumbasierte Dünn-

schichtphotovoltaik einen signifikant 

reduzierten Materialeinsatz, Nieder-

temperaturherstellungsprozesse, 

Schichtabscheidung auf großen Flä-

chen sowie eine reduzierte Anzahl 

an Herstellungsschritten.
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Durch Plasmaaktivierung werden 

die Glasoberflächen der Multi-

filamentgarne so vorbehandelt, 

dass die polymere Matrix die 

Glasoberflächen besser benetzt 

und somit die Grenzschicht vor 

Feuchtigkeitsangriffen besser 

geschützt ist.
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